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(54) 반도체 제조공정용 언로드인덱서

요약

본 고안에 의한 반도체 제조공정용 언로드엔덱서는 웨이퍼가 장착되는 카세트를 구비한 언로드 인덱서에 
있어서, 상기 언로드 인덱서의 일측에 질소가스를 공급하는 질소가스 파이프를 설치하고, 상기 질소가스 
파이프에 질소가스의 공급을 조절하는 가스밸브를 설치하며, 상기 질소가스 파이프와 연결하여 언로드 
인덱서에 다운플로우 파이프를 설치하고, 상기 다운플로우 파이프에 질소가스를 유출하기 위한 다수개의 
유출공을 형성함으로써, 질소 파이프로 유입된 가스는 압력차에 의해 가스출구로 유출되게 된다. 염소 
화합물을 만드는 주된 원인이 대기중 수분이므로 수분을 제거하기 위해 질소 가스를 유입해 수분과 같이 
밖으로 배출되도록 하므로서, 웨이퍼 위에 형성되는 염소화합물을 방지할수 있고, 언로드 인덱서(unload 
indexer)내를 청결하게 유지하여 파티클(particle)을 방지할수 있도록 하였다.

대표도

명세서

[고안의 명칭]

반도체 제조공정용 언로드인덱서

[도면의 간단한 설명]

제1도는 종래의 기술에 의한 카세트 언로드의 동작을 나타내는 동작도.

제2도는 종래의 기술에 의한 반도체 제조공정용 언로드 인덱서를 나타내는 사시도.

제3도는 본 고안에 의한 반도체 제조공정용 언로드 인덱서를 나타내는 평면도.

제4도는 본 고안에 의한 반도체 제조공정용 언로드 인덱서를 나타내는 사시도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

20 : 언로드 인덱스               21 : 질소가스 파이프

22 : 가스 밸브                      23 : 다운플로우 파이프

24 : 유출공
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[고안의 상세한 설명]

본 고안은 질소유입을 통한 웨이퍼위의 염소 이물질 제거장치에 관한 것으로, 특히 질소 파이프로 유입
된 가스는 압력차에 의해 가스출구로 유출되게 된다. 이렇게 함으로써 대기중 수분을 출구로 유출하게 
된다. 염소 화합물을 만드는 주된 원인이 대기중 수분이므로 수분을 제거하기 위해 질소 가스를 유입해 
수분과 같이 밖으로 배출되도록 하므로서, 웨이퍼 위에 형성되는 염소화합물을 방지할 수 있고, 언로드 
인덱서(unloal indexer)내를 청결하게 유지하여 파티클(particle)을 방지할수 있도록 한 반도체 제조공
정용 언로드인덱서에 관한 것이다.

종래의 기술에 의한 장비의 구동은 제1도에 도시한 바와 같이, 웨이퍼가 챔버내에서 에치공정에 완료된
후에 카세트(cassette)(1)가 있는 곳으로 반출되어 공정이 끝나는 것으로 되어 있다. 제2도에서와 같이, 
공정이 완료된 웨이퍼는 웨이퍼 출구(2)를 통해 카세트 로드(3)위에 있는 카세트위에 장착이 되고 전 공
정이 완료된후에 밖으로 분출되도록 되어 있다.

도면중 미설명 부호 12는 도어를 나타낸다.

그러나, 이러한 종래의 기술에서는 카세트 언로드 인덱서(10)내에 공정완료된 웨이퍼가 장시간 정체됨으
로써, 공정중 웨이퍼위에 잔류된 염소성 물질이 공기중의 수분과 결합해 염소화합물을 형성하게 된다. 
이 화합물이 웨이퍼 위에 형성되면 공정수율 감소의 원인이 되어 물로 세탁을 하는 수세 공정을 거쳐야 
하고, 장비 측벽에 형성되면 다분자 화합물 상태로 장비를 오염시켜 파티클의 원인이 되는 문제점이 있
다.

따라서, 본 고안의 목적은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로, 질소 파이프로 유입된 
가스는 압력차에 의해 가스출구로 유출되게 되며 이렇게 함으로써 대기중 수분을 출구로 유출하게 된다. 
염소 화합물을 만드는 주된 원인이 대기중 수분이므로 수분을 제거하기 위해 질소 가스를 유입해 수분과 
같이  밖으로  배출되도록  하므로서,  웨이퍼  위에  형성되는  염소화합물을  방지할수  있고,  언로드 
인덱서(unload indexer)(10)내를 청결하게 유지하여 파티클(particle)을 방지할수 있도록 한 반도체 제
조공정용 언로드인덱서를 제공함에 있다.

이러한, 본 고안의 목적은 웨이퍼가 장착되는 카세트를 구비한 언로드 인덱서에 있어서, 상기 언로드 인
덱서의 일측에 질소가스를 공급하는 질소가스 파이프를 설치하고, 상기 질소가스 파이프에 질소가스의 
공급을 조절하는 가스밸브를 설치하며, 상기 질소가스 파이프와 연결하여 언로드 인덱서에 다운플로우 
파이프를 설치하고, 상기 다운플로우 파이프에 질소가스를 유출하기 위한 다수개의 유출공을 형성함으로
써 달성된다.

이하, 본 고안에 의한 반도체 제조공정용 언로드인덱서를 첨부도면에 도시한 실시예에 따라서 설명한다.

제3도는 본 고안에 의한 반도체 제조공정용 언로드 인덱서를 나타내는 평면도이고, 제4도는 본 고안에 
의한 반도체 제조공정용 언로드 인덱서를 나타내는 사시도를 각각 보인 것이다.

이에 도시한 바와 같이, 본 고안에 의한 반도체 제조공정용 언로 인덱서가 웨이퍼가 장착되는 카세트를 
구비한 언로드 인덱서에 있어서, 상기 언로드 인덱서(20)의 일측에 질소가스를 공급하는 질소가스 파이
프(21)를 설치하고, 상기 질소가스 파이프에 질소가스의 공급을 조절하는 가스밸브(22)를 설치하며, 상
기 질소가스 파이프(21)와 연결하여 언로드 인덱서(2)에 다운플로우 파이프(23)를 설치하고, 상기 다운
플로우 파이프에 질소가스를 유출하기 위한 다수개의 유출공(24)을 형성하여 구성된다.

도면중 미설명 부호 25는 카세트 로드를 나타내고, 26은 도어를 나타내며, 27은 이그져스트 홀(exhaust 
hole)(27)을 나타낸다.

이와 같이 구성된 본 고안에 의한 반도체 제조공정용 언로드인덱서의 질소가스 주입동작을 설명하면 다
음과 같다.

본 고안은 카세트 언로드 인덱서(20)내에 질소가스 파이프(21)를 연결하여 주요장치와 접촉되는 것을 피
해  모서리  부분에  형성한  다운플로우  파이프(23)를  통해  질소가스를  주입한다.  제4도와  같이 
가스밸브(22)를 통해 질소가스 파이프로 유입된 질소가스는 상기 다운플로우 파이프(23) 표면에 나 있는 
작은홀인 유출공(24)을 통해 언로드 인덱서(20)내부로 유입되게 된다.

이상에서 설명한 바와 같이, 본 고안에 의한 반도체 제조공정용 언로드인덱서는 웨이퍼가 장착되는 카세
트를 구비한 언로드 인덱서에 있어서, 상기 언로드 인덱서의 일측에 질소가스를 공급하는 질소가스 파이
프를 설치하고, 상기 질소가스 파이프에 질소가스의 공급을 조절하는 가스 밸브를 설치하며, 상기 질소
가스 파이프와 연결하여 언로드 인덱서에 다운플로우 파이프를 설치하고, 상기 다운플로우 파이프에 질
소가스를 유출하기 위한 다수개의 유출공을 형성함으로써, 질소 파이프로 유입된 가스는 압력차에 의해 
가스출구로 유출되게 된다. 이렇게 함으로써 대기중 수분을 출구로 유출하게 된다. 염소 화합물을 만드
는 주된 원인이 대기중 수분이므로 수분을 제거하기 위해 질소 가스를 유입해 수분과 같이 밖으로 배출
되도록 하므로서, 웨이퍼 위에 형성되는 염소화합물을 방지할 수 있고, 언로드 인덱서(unload indexer)
내를 청결하게 유지하여 파티클(particle)을 방지할수 있도록 한 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

웨이퍼가 장착되는 카세트를 구비한 언로드 인덱서에 있어서, 상기 언로드 인덱서의 일측에 질소가스를 
공급하는 질소가스 파이프를 설치하고, 상기 질소가스 파이프에 질소가스의 공급을 조절하는 가스밸브를 
설치하며, 상기 질소가스 파이프와 연결하여 언로드 인덱서에 다운플로우 파이프를 설치하고, 상기 다운
플로우 파이프에 질소가스를 유출하기 위한 다수개의 유출공을 형성한 것을 특징으로 하는 반도체 제조

4-2

등록실용신안실0132425



공정용 언로드 인덱서.

도면

    도면1

    도면2

    도면3
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    도면4
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